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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年8月15日(2013.8.15)

【公開番号】特開2011-135041(P2011-135041A)
【公開日】平成23年7月7日(2011.7.7)
【年通号数】公開・登録公報2011-027
【出願番号】特願2010-217156(P2010-217156)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｆ  41/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   7/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/057    (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/08     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/02     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/10     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/20     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  19/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｆ  41/02    　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｆ   7/02    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｆ   1/04    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｆ   1/08    　　　Ｂ
   Ｂ２２Ｆ   1/00    　　　Ｙ
   Ｂ２２Ｆ   3/02    　　　Ｍ
   Ｂ２２Ｆ   3/10    　　　Ｃ
   Ｂ２２Ｆ   3/00    　　　Ｆ
   Ｂ２２Ｆ   3/20    　　　Ｄ
   Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０３Ｄ
   Ｃ２２Ｃ  19/07    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月28日(2013.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類化合物を含む磁性粉末と、油及びゴムを含有する油展ゴムと、を含む混合物を成
形して成形体を作製する成形工程と、
　前記成形体から前記油展ゴムを除去する脱溶媒工程と、
　前記油展ゴムを除去した前記成形体を焼成して希土類焼結磁石を得る焼成工程と、を有
し、
　前記ゴムが、ポリイソブチレン、エチレンプロピレンゴム、スチレンブタジエンゴム、
ブタジエンゴム、イソプレンゴム、ブチルゴム及びジエン含有エチレンプロピレンゴムか
らなる群より選択される少なくとも一種である、希土類焼結磁石の製造方法。
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【請求項２】
　前記成形工程において、前記混合物を押出成形して前記成形体を作製する、請求項１に
記載の希土類焼結磁石の製造方法。
【請求項３】
　前記ゴムは構成元素として酸素を含まない高分子からなる、請求項１又は２に記載の希
土類焼結磁石の製造方法。
【請求項４】
　前記ゴムは炭素間の結合が単結合のみである高分子からなる、請求項１～３のいずれか
一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。
【請求項５】
　前記混合物における前記磁性粉末の含有率は８０～９５質量％である、請求項１～４の
いずれか一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。
【請求項６】
　前記脱溶媒工程は、前記成形体を加熱して前記成形体から主に前記油を除去する脱油工
程と、前記成形体を加熱して前記成形体から主に前記ゴムを除去する脱脂工程とを有して
いる、請求項１～５のいずれか一項に記載の希土類焼結磁石の製造方法。
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